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１．概要（Summary） 

MPEBDW を開発する。ナノクリスタル・シリコン(nc-Si)

電子源の信頼性向上のためプロセス改良、小口径電子

光学系の実現、電子源駆動 LSIの動作を確認した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

芝浦スパッタ装置、両面アライナ一式、Deep RIE 装置、

アネルバ RIE装置 

【実験方法】 

・ nc-Si 電子源の表面電極を Ti/Au から Graphene/Au

に変更し、電子源の特性を測定した。 

・ クリーンルーム 1Fに設置したMPEBDW用カラムを使

用し電子光学系の性能確認実験を行った。 

・ 電子源駆動 LSIに信号を供給し、動作を確認した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

電子源アレイからの並列電子線放出、コンデンサレン

ズ・アレイと縮小レンズでの電子線収束、電子光学収差補

正、電子源駆動用アクティブマトリクス(100100) LSIお

よび制御システムを設計・製作し動作を確認できた。 

電子源の表面電極にGrapheneを使用することで駆動

電圧を低減できることを実証し、信頼性向上の道筋を見

出した。 

電子光学系の実験結果がシミュレーション結果と対応

することが確認でき、高スループットなマルチカラム化を実

現可能な小型電子光学系（20mm）の道筋を見出した。 

電子源駆動 LSIに描画パターンを供給することで電子

源に必要な駆動信号を確認し、電子源のアクティブマトリ

クス駆動の実現性を確認した。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 
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